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Urzadzenie do adsorpcji zanieczyszczeri gazowych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do adsorpcji zanieczyszczeri gazowych posiadajace wielopétkowa
konstrukcj¢ nosna warstw sorbenta.

Znane s3 wielop6tkowe urzadzenia do adsorpcji zanieczyszczen gazowych w ktérych ztoze adsorbenta ma
ksztatt ptaskiej lub pierScieniowej warstwy umieszczonej w ptaszczu cylindrycznym.

Znane s3 wielopétkowe urzadzenia do adsorpcji zanieczyszczer gazowych, w ktérych doprowadzenie stru-
mienia gazu zanieczyszczonego na ztoze sorbenta jest do przestrzeni migdzypétkowej w ten sposéb, Ze strumieri
przeptywajacego czynnika rozdziela si¢ w przestrzeni mi¢dzypétkowej na dwa strumienie przeptywowe przeni-
kajace przez dwie sgsiednie warstwy sorbenta. Odptyw strumienia gazu oczyszczonego na zlozu sorbenta jest
przemienny w stosunku do przestrzeni migedzypé6tkowych doptywowych.

Strumieri odpltywowy sktada si¢ z dwéch strumieni czastkowych przeplywajacych przez dwie s3siednie
warstwy ztoZa. ’

W przypadku desorpcji zanieczyszczeri parg wodng funkcje dopltywowe pary wodnej przejmuje przewé6d
odlotowy a funkcje odptywowe desorbatu przejmuje przewéd dolotowy lub inny specjalnie zabudowany wew-
natrz przew6d odptywowy desorbatu.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 27890 urzadzenie do odzyskiwania gazéw Tub par za pomocy
statych substancji chtonnych posiada dwie warstwy substancji chtonnej umieszczone w pewnej odlegtosci jedna
nad drugs i oddzielone od siebie szczelng przegroda, ktéra dzieli warstwe na dwie czesci potaczone przewodem
frodkowym przez ktSry doprowadza si¢ gaz do czesci gérnej ponad warstwe chionng.

Dodatkowo urzadzenie posiada wymiennik ciepta, ktéry umieszczony jest pod dolng warstwg substancji
chtonnej. Odmiana wymienionego urzadzenia zamiast przewodu érodkowego posiada zabudowane w' czgsci §rod-
kowej dwa przewody widetkowe.

: Umieszczony na zewnatrz urzadzenia adsorpcy]nego przewéd odlotowy strumienia gazéw oczyszczonych
zwicksza wymiary gabarytowe aparatu adsorpcyjnego, a w przypadku wykorzystania go jako przewodu doloto- .
wego czynnika desorpcyjnego w szczegélnosci pary wodnej wystepuja straty cieplne do otoczenia i przewdd
naleZy izolowa¢ termicznie.
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Celem wynalazku jest rozwiazanie konstrukcji urzadzenia do adsorpcji zanieczyszczesi gazowych z mozliwo-
scig regeneracji zfoZa w urzadzeniu przy pomocy czynnika desorbujgcego w szczegdlnosci pary wodnej nie posia-
dajgcego wymienionych niedogodnosci.

Cel ten zostal osiggnigty dzieki wynalazkowi zgodnie z ktorym urzadzenie do adsorpcji zanieczyszczen
gazowych posnadajqce wielopotkowa konstrukcje nosna warstw sorbenta, w ktérym doprowadzenie strumienia
gaz6éw zanieczyszczonych jest do co drugiej przestrzeni mi¢dzypétkowej, a odprowadzenie strumienia oczyszczo-
nego jest z przestrzeni migdzypétkowych przemiennych w stosunku do przestrzeni migdzypétkowych doloto-
wych, posiada wewnatrz urzadzenia przewdd odlotowy strumienia gazéw oczyszczonych, zakoriczony kréécem
przylegajacym do gérnej dennicy urzadzenia adsorpcyjnego.

Przew6d odlotowy znajduje si¢ w osi symetrii urzadzenia lub w ptaszczyZnie réwnolegtej do osi symetrii
urzadzenia.

Przewdd odlotowy posiada otwory przelotowe, ktére umieszczone sa przemiennie w stosunku do przestrze-
ni mi¢dzypétkowych strumieni gazéw dolotowych.

W przypadku desorpcji zanieczyszczen przewdd odlotowy gazéw oczyszczonych peini funkcje doptywowe
czynnika desorbujacego w szczegélnosci pary wodnej, poniewaz znajduje si¢ wewngtrz aparatu nie wymaga
termicznego izolowania, gdyZ straty ciepta na przewodzie s3 do wnetrza aparatu, a wigc powoduja szybsze
osiggnigcie stanu réwnowagi termicznej procesu desorpcji.

Stosunkow? nieznacznie wzrasta srednica aparatu adsorpcyjnego z tytutu umieszczenia wewnatrz przewo-
du odlotowego, gdyz predkosci przeptywu gazéw oczyszczonych przez przewdéd odlotowy sa bardzo wielkie
w poréwnaniu z szybkoscig przeptywu strumienia gazu zanieczyszczonego przez ztoze adsorpcyjne.

Istota wynalazku jest blizej objaniona w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia

schemat przekroju wielopétkowego aparatu adsorpcyjnego z przewodem odlotowym umieszczonym w osi symetrii
aparatu i posiadajagcym otwory przeptywowe na wysokosci co drugiej przestrzeni migdzypdtkowej, a fig. 2 —
odmiane urzadzenia z przewodem odlotowym umieszczonym asymetrycznie.

Urzadzenie do adsorpcji zanieczyszczen gazowych wedtug wynalazku jest wyposazone w przewdd wlotowy
1 strumienia gazow -zanieczyszczonych, ktéry umieszczony jest na zewnatrz aparatu, oraz posiada wewngtrz
urzadzenia wielopotkows konstrukcje nosng warstw sorbenta 2 i przewdd odlotowy 3 strumienia gazéw oczy-
szczonych. Przewéd odlotowy 3 zakoticzony jest kré¢cem odlotowym 4, ktéry umieszczony jest na zewnatrz
urzadzenia adsorpcyjnego.

Przew6d odlotowy 3 w przypadku prowadzenia procesu desorpcji petni funkcje przewodu doprowadzajace-
go czynnik desorbujacy. Otwory przeptywowe 5 na przewodzie odlotowym 3 umieszczone sa w co drugiej
przestrzeni miedzypotkowej, przemiennie w stosunku do otworéw doptywowych strumienia gazéw zanieczy-
szczonych.

Na rysunku fig. 2, pokazano przyktad odmiany urzadzenia do adsorpcji zanieczyszczeri gazowych z asyme-
trycznym umieszczeniem przewodu odlotowego 3 strumienia gazéw oczyszczonych.

Proces desorpcji zanieczyszczeri gazowych w urzadzeniu wedtug wynalazku w szczegélnosci desorpcji para
wodna polega na doprowadzeniu przewodem odlotowym 3 pary wodnej i nastepnie odprowadzeniu adsorbatu
przewodem dolotowym 1 lub innym przewodem umieszczonym na przyk}ad wewnatrz urzadzenia.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do adsorpcji zanieczyszczeri gazowych posiadajace wielop6tkowy konstrukcje nosng warstw
sorbenta, w ktérym doprowadzenie strumienia gazéw zanieczyszczonych jest do co drugiej przestrzeni migdzy-
pétkowej, a odprowadzenie strumienia oczyszczonego jest z przestrzeni mi¢dzypétkowych przemiennych w sto-
sunku do przestrzeni migdzypStkowych dolotowych, znamienne tym, Ze wewnatrz urzagdzenia znajdu-
je si¢ przewé6d odlotowy (3) strumienia gazéw oczyszczonych zakoriczony kréécem (4), ktéry przylega do gérnej
dennicy urzadzenia adsorpcyjnego, przy czym podczas desorpcji przewéd odlotowy (3) jest przewodem doprowa-
dzajacym czynnik desorbujacy.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze przew6d odlotowy (3) znajduje si¢ w osi
symetrii urzgdzenia lub w plaszczyznie réwnolegtej do osi symetrii urzgdzenia.

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, Ze przewdd odlotowy (3) posiada otwory przelo-
towe (5), ktére umieszczone sa przemiennie w stosunku do przestrzeni migdzypétkowych strumieni gazéw
dolotowych.
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